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利用した主な設備
Equipment ID & Name

AT-006：マスクレス露光装置
AT-011：i線露光装置
AT-018：反応性イオンエッチング装置 (RIE)
AT-095：RF-DCスパッタ成膜装置（芝浦）

報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

近年の情報通信分野では、データセンターやスーパーコンピュータの利用拡大に伴
い、高速・大容量通信の需要が急増している。シリコン光集積回路は光を用いたデー
タ伝送により、従来の電子回路では実現が難しい高速通信と低消費電力を可能にす
ることが期待される。また、シリコン光集積回路は既存の半導体製造技術と互換性
を持つため、量産性が高く、設計の柔軟性にも優れている。本研究では、光損失や
光入出力効率の課題を克服する革新的技術（エレファントカプラ）の開発を進めて
いる。

実験
Experimental

エレファントカップラの製造プロセスは、（１）イオン注入用メタルハードマスク
の形成、（２）シリコン光導波路を片持ち梁構造にするウェットエッチングプロセ
ス、（３）イオン注入プロセス及びクラッド形成プロセスの３ステップがある。そ
の中で、NPFにおいては主に、（2）の片持ち梁構造のプロセス開発を実施し
た。NPFのマスクレス露光装置を用いてトレンチ形成用のマスクデザインを基板上
に複数パターン露光した。

結果と考察
Results and Discussion

NPFの装置をはじめとする多数の共用設備を利用することで微細構造が得られた。
マスクレス露光装置を用いたことでデバイスの試作が短縮化され、複数の設計案を
効率的に試作出来たことで、片持ち梁構造の製造と評価を進めることが出来た。 ま
た、それら課題の改善点を明確化し、次の試作・実験に反映させることに繋がった。

図・表・数式
Figures, Tables and

Equations
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